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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a multi-layer body, in particular a security element, wherein a partial
first layer or a partial first layer system is created on a substrate, said partial first layer or partial first layer system being provided in a
first portion and not in a second portion. Subsequently, a partial second layer or a partial second layer system is created, said partial
second layer or partial second layer system being provided in a third portion and not in a fourth portion, which third portion overlaps
with the first and second portions. The partial first layer or the partial first layer system is then formed as a mask structure using the
partial second layer or the partial second layer system.

(57) Zusammenfassung: Die Frfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Mehrschichtkdrpers, insbesondere eines
Sicherheitselements, bei dem eine partielle ersten Schicht bzw. ein partielles erstes Schichtsystem auf einem Substrat erzeugt wird,
wobei die partielle erste Schicht bzw. das partielle erste Schichtsystem in einem ersten Teilbereich vorhanden ist und in einem
zweiten Teilbereich nicht vorhanden ist. AnschlieBend wird eine partielle zweite Schicht bzw. ein partielles zweites Schichtsystem
erzeugt, wobei die partielle zweite Schicht bzw.

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

das partielle zweite Schichtsystem in einem dritten Teilbereich vorhanden ist und in einem vierten Teilbereich nicht vorhanden ist,
und wobei der dritte Teilbereich mit dem ersten und zweiten Teilbereich {iberlappt. Abschlielend wird die partielle erste Schicht
bzw. das partielle erste Schichtsystem unter Verwendung der partiellen zweiten Schicht bzw. des partiellen zweiten
Schichtsystems als Maske strukturiert.
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Mehrschichtkorper und Verfahren zu dessen Herstellung

Die Erfindung betrifft einen Mehrschichtkorper mit zwei Schichten bzw.

Schichtsystemen sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung.

Mehrschichtkérper als Sicherheitselement sind dem Stand der Technik als
bekannt zu entnehmen und werden weithin zum Falschungsschutz von
Banknoten, Wertpapieren, Ausweisdokumenten oder auch zur Authentifizierung
von Produkten verwendet. Sie beruhen auf einer Kombination von mehreren
funktionalen Schichten, die beispielsweise optisch variable Elemente (OVD =
Optical Variable Devices), diffraktive Elemente, partiell metallisierte Schichten

oder gedruckte Merkmale aufweisen kdnnen.

Es ist dabei bekannt, solche Mehrschichtkdrper durch die sequentielle Applikation
einzelner Schichten unter Aufbau der gewlnschten Schichtabfolge zu erzeugen.
Um besonders falschungssichere Mehrschichtkdrper zu erhalten, ist es dabei
wunschenswert, Merkmale der einzelnen Schichten nahtlos ineinander Ubergehen

zu lassen. Mit anderen Worten sollen die Schichten moglichst genau im Register
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zueinander angeordnet werden. Bei einem sequentiellen Aufbau des
Mehrschichtkdrpers ist dies jedoch nicht immer zu bewerkstelligen, da die zur
Erzeugung jeder individuellen Schicht verwendeten Verfahren bezlglich der
relativen Lage der Schichten zueinander toleranzbehaftet sind. Dadurch kdnnen
die gewlinschten nahtlosen Ubergange zwischen den Merkmalen nicht
zuverlassig erreicht werden, was die Falschungssicherheit sowie das optische
Erscheinungsbild eines solchen Mehrschichtkorpers beeintrachtigt.

Unter Register oder Registergenauigkeit ist die lagegenaue Anordnung von
ubereinander liegenden Schichten relativ zueinander unter Einhaltung einer

gewunschten Lagetoleranz zu verstehen.

Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Herstellen
eines Mehrschichtkérpers anzugeben, welches die Herstellung eines
Mehrschichtkdrpers mit verbesserter Falschungssicherheit ermoglicht. Es ist
ferner Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen besonders falschungssicheren
Mehrschichtkorper anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs
1 sowie durch einen Mehrschichtkérper mit den Merkmalen des Patentanspruchs
26 gelost.

Ein solches Verfahren zum Herstellen eines Mehrschichtkdrpers, insbesondere
eines Sicherheitselements, umfasst die folgenden Schritte:

a) Erzeugen einer partiellen ersten Schicht bzw. eines partiellen ersten
Schichtsystems auf einem Substrat, wobei die partielle erste Schicht bzw.
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das partielle erste Schichtsystem in einem ersten Teilbereich vorhanden ist

und in einem zweiten Teilbereich nicht vorhanden ist;

b) Erzeugen einer partiellen zweiten Schicht bzw. eines partiellen zweiten
Schichtsystems, wobei die partielle zweite Schicht bzw. das partielle zweite
Schichtsystem in einem dritten Teilbereich vorhanden ist und in einem
vierten Teilbereich nicht vorhanden ist, und wobei der dritte Teilbereich mit
dem ersten und zweiten Teilbereich Uberlappt;

C) Strukturieren der partiellen ersten Schicht bzw. des partiellen ersten
Schichtsystems unter Verwendung der partiellen zweiten Schicht bzw. des
partiellen zweiten Schichtsystems als Maske.

Man erhalt so einen Mehrschichtkorper, insbesondere ein Sicherheitselement,
welcher ein Substrat, eine partielle erste Schicht bzw. ein partielles erstes
Schichtsystem sowie eine partielle zweite Schicht bzw. ein partielles zweites
Schichtsystem umfasst, wobei die partielle erste Schicht bzw. das partielle erste
Schichtsystems unter Verwendung der partiellen zweiten Schicht bzw. des
partiellen zweiten Schichtsystems als Maske registergenau zu der partiellen
zweiten Schicht bzw. dem partiellen zweiten Schichtsystem strukturiert ist und
wobei die partielle erste Schicht bzw. das partielle erste Schichtsystem in einem
ersten Teilbereich vorhanden ist und in einem zweiten Teilbereich nicht
vorhanden ist und wobei die partielle zweite Schicht bzw. das partielle zweite
Schichtsystem in einem dritten Teilbereich vorhanden ist und in einem vierten
Teilbereich nicht vorhanden ist, und wobei der dritte Teilbereich mit dem ersten
und zweiten Teilbereich Gberlappt.

Indem die partielle zweite Schicht bzw. das partielle zweite Schichtsystem als
Maske verwendet wird, um die partielle erste Schicht bzw. das partielle erste
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Schichtsystem zu strukturieren, wird es ermdoglicht, die beiden Schichten bzw.
Schichtsysteme exakt im Register zueinander anzuordnen. Dabei ist es
insbesondere von Bedeutung, dass sich die zweite partielle Schicht bzw. das
zweite partielle Schichtsystem nicht nur in diejenigen Bereiche erstreckt, die von
der ersten partiellen Schicht bzw. dem ersten partiellen Schichtsystem bedeckt
sind — also den ersten Teilbereich - , sondern auch in die von der ersten partiellen
Schicht bzw. dem ersten partiellen Schichtsystem nicht bedeckten Bereiche — also
den zweiten Teilbereich. Unter einer Verwendung der zweiten partiellen Schicht
bzw. des zweiten partiellen Schichtsystems als Maske ist hierbei zu verstehen,
dass beim Strukturieren der ersten partiellen Schicht bzw. des ersten partiellen
Schichtsystem diese bzw. dieses in denjenigen Bereichen, die von der zweiten
partiellen Schicht bzw. dem zweiten partiellen Schichtsystem bedeckt sind
entweder selektiv erhalten bleibt oder selektiv entfernt wird. Es ergibt sich daher
bei der Strukturierung eine definierte Lagebeziehung zwischen den beiden
Schichten bzw. Schichtsystemen, so dass diese registergenau zueinander
angeordnet sind, beispielsweise nahtlos aneinander anschlief3en.

Unter Schichtsystem soll hierbei jegliche Anordnung mehrerer Schichten
verstanden werden. Die Schichten kdnnen dabei in Richtung der
Flachennormalen des Schichtsystems Gbereinander oder aber auch in einer
Ebene nebeneinander angeordnet sein. Auch eine Kombination von derart

horizontal und vertikal angeordneten Schichten ist moglich.

Unter Uberlappung wird dabei verstanden, dass die jeweiligen Teilbereiche in
Richtung der Flachennormalen der von der ersten bzw. zweiten Schicht
aufgespannten Ebenen, also in Stapelrichtung des Mehrschichtkdrpers betrachtet

zumindest teilweise Ubereinander liegen.
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Die Erzeugung der beiden Schichten bzw. Schichtsysteme muss dabei nicht in der
angegebenen Reihenfolge erfolgen, d.h. die zweite partielle Schicht bzw. das
zweite partielle Schichtsystem kann auch vor der ersten partiellen Schicht bzw.
dem ersten partiellen Schichtsystem erzeugt werden. Die Schichten bzw.
Schichtsysteme kdnnen dabei direkt auf dem Substrat, direkt aufeinander oder

unter Erzeugung beliebiger Zwischenschichten erzeugt werden.

Das Strukturieren der partiellen ersten Schicht bzw. des partiellen ersten
Schichtsystems in Schritt ¢) erfolgt bevorzugt durch Atzen. Dabei ist es
zweckmallig, wenn die partielle zweite Schicht bzw. das partielle zweite
Schichtsystem ein Atzresist ist, bzw. einen Atzresist umfasst.

Unter einem Atzresist soll dabei eine Substanz verstanden werden, die gegenliber
einem Atzmittel besténdig ist und die eine gegenliber dem Atzmittel empfindliche
Substanz vor einem Angriff durch das Atzmittel dort schiitzen kann, wo sie diese
bedeckt.

Bei dieser Ausfluhrungsform wird nach Erzeugen der beiden Schichten bzw.
Schichtsysteme also ein Atzmittel auf den resultierenden Schichtstapel
angewendet, das die erste partielle Schicht bzw. das erste partielle Schichtsystem
dort entfernt, wo es nicht von der zweiten partiellen Schicht bzw. dem zweiten

partiellen Schichtsystem bedeckt ist.

Der Atzresist ist dabei vorzugsweise ein Lack, der insbesondere Bindemittel,
Farbstoffe, Pigmente, insbesondere bunte oder unbunte Pigmente,
Effektpigmente, Dunnfilmschichtsysteme, cholesterische Flussigkristalle und/oder
metallische oder nichtmetallische Nanopartikel umfassen kann. Damit erfullt die
zweite partielle Schicht bzw. das zweite partielle Schichtsystem nicht nur eine
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Schutzfunktion beim Strukturieren der ersten partiellen Schicht bzw. des ersten
partiellen Schichtsystems, sondern kann selbst eine dekorative Wirkung entfalten.
Es ist auch moglich, dass fur die zweite partielle Schicht bzw. das zweite partielle
Schichtsystem mehrere verschiedene Atzresists, beispielsweise Resistlacke mit
unterschiedlicher Farbgebung, verwendet werden, um weitere visuelle Effekte zu

erzeugen.

Das zum Strukturieren der ersten partiellen Schicht bzw. des ersten partiellen
Schichtsystems verwendete Atzmittel hangt dabei von der Zusammensetzung
dieser Schicht bzw. dieses Schichtsystems ab. Fur insbesondere weitgehend
opake metallische Schichten oder insbesondere transparente oder transluzente
HRI-Schichten (HRI = High Refractive Index) eignet sich beispielsweise
Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumcarbonat,
Tetramethylammoniumhydroxid oder Natrium-Ethylendiamintetraacetat. Fur
solche Atzmittel eignen sich beispielsweise Atzresiste auf der Basis von PVC
(Polyvinylchlorid), Polyesterharzen, Acrylaten, wobei typischerweise weitere
filmbildende Substanzen wie Nitrozellulose beigemischt sein kénnen. Das Atzen
kann dabei durch mechanische Agitation, beispielsweise durch Blrsten, Bewegen
des Atzbades oder Ultraschallbehandlung unterstiitzt werden. Ubliche
Temperaturen fir den Atzvorgang liegen bevorzugt zwischen 15°C und 75°C.

Das Strukturieren der partiellen ersten Schicht bzw. des partiellen ersten
Schichtsystems in Schritt ¢) kann ferner bevorzugt durch ein Lift-Off-Verfahren
erfolgen. Dabei ist es zweckmafig, wenn die partielle zweite Schicht bzw. das
partielle zweite Schichtsystem ein Waschlack ist, bzw. einen Waschlack umfasst.

Bei Lift-Off-Verfahren wird der Waschlack mittels eines Losemittels entfernt. Der

Waschlack muss also in dem Losemittel |6slich sein. Bevorzugt wird aus
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Umweltschutzgrinden Wasser als Losemittel verwendet. Geeignete Waschlacke
sind beispielsweise auf Basis von Polyvinylalkohol (PVA) oder Polyvinylpyrrolidon
(PVP) aufgebaut und kénnen zusatzlich Fullstoffe enthalten, die das spatere
Entfernen des Waschlacks erleichtern. Das Entfernen des Waschlacks erfolgt in
einem LOsemittelbad oder durch Besprihen mit Lésemittel, vorzugsweise bei
Temperaturen von 15°C bis 65°C . Wie auch beim Atzen, kann die Entfernung des
Waschlacks mechanisch unterstitzt werden, beispielsweise durch Blrsten,
Bewegen des Losemittelbades, Bespriuhen oder Ultraschallbehandlung.

In Bereichen, wo die partielle erste Schicht bzw. das partielle erste Schichtsystem
auf dem Waschlack aufgetragen ist, wird die partielle erste Schicht bzw. das
partielle erste Schichtsystem zusammen mit dem Waschlack entfernt. Die partielle
erste Schicht bzw. das partielle erste Schichtsystem verbleibt also nur in
Bereichen, in denen sie bzw. es nicht mit der partiellen zweiten Schicht bzw. dem
partiellen zweiten Schichtsystem Uberlappt. Es entsteht also ein Negativ zu den
Uberlappungsbereichen. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn der
Waschlack Bestandteil eines Schichtsystems ist, so dass dann die verbleibenden,
nicht mit dem Waschlack abgel6sten Bestandteile des Schichtsystems
registergenau zu den verbleibenden Bereichen der ersten Schicht bzw. des ersten

Schichtsystems angeordnet sind.

Das Strukturieren der partiellen ersten Schicht bzw. des partiellen ersten
Schichtsystems in Schritt ¢) kann ferner bevorzugt durch Maskenbelichtung
erfolgen. Hierbei wirkt also die partielle zweite Schicht bzw. das partielle zweite
Schichtsystem selber als Belichtungsmaske oder wird mittels einer separaten
Belichtungsmaske strukturiert. Hierbei ist es zweckmalig, wenn die partielle
zweite Schicht bzw. das partielle zweite Schichtsystem ein Schutzlack ist bzw.

einen Schutzlack umfasst.
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Unter Schutzlack soll dabei eine Substanz verstanden werden, welche in einem
zum Belichten der partiellen ersten Schicht bzw. des partiellen ersten
Schichtsystems verwendeten Wellenlangenbereich absorbiert. Bei der Belichtung
werden die partiellen Schichten bzw. Schichtsysteme vollflachig mit Licht dieses
Wellenlangenbereichs bestrahlt, vorzugsweise senkrecht zur Schichtebene.
Ubliche fur die Belichtung verwendete Wellenlangen sind beispielsweise 250 nm
bis 420 nm. Vorzugsweise erfolgt die Belichtung mit einer Dosis von 10 mJ/cm?
bis 500 mJ/cm?. Die Belichtungszeiten ergeben sich aus den Empfindlichkeiten
der verwendeten Materialien und der Leistung der zur Verfugung stehenden
Belichtungsquelle.

Wo die partielle zweite Schicht bzw. das partielle zweite Schichtsystem vorliegt,
erreicht also weniger Licht dieser Wellenlange die partielle erste Schicht bzw. das

partielle erste Schichtsystem.

Es ist auch méglich, Atzresists und Schutzlacke zu kombinieren, beispielsweise
durch Zugabe von absorbierenden Substanzen, beispielsweise sogenannten UV-
Absorbern, Farbstoffen, Farbpigmenten oder streuenden Substanzen, wie

beispielsweise Titandioxid zu einem Atzresistlack.

Der Schutzlack ist dabei vorzugsweise ein Lack, der insbesondere Bindemittel,
Farbstoffe, Pigmente, insbesondere bunte oder unbunte Pigmente,
Effektpigmente, Dunnfilmschichtsysteme, cholesterische Flussigkristalle und/oder
metallische oder nichtmetallische Nanopartikel umfasst. Geeignete Schutzlacke
sind beispielsweise auf Basis PVC, Polyester oder Acrylaten formuliert. Damit
erfullt die zweite partielle Schicht bzw. das zweite partielle Schichtsystem nicht
nur eine Schutzfunktion beim Strukturieren der ersten partiellen Schicht bzw. des
ersten partiellen Schichtsystems, sondern kann selbst eine dekorative Wirkung
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entfalten. Es ist auch moglich, dass fur die zweite partielle Schicht bzw. das
zweite partielle Schichtsystem mehrere verschiedene Schutzlacke, beispielsweise
mit unterschiedlicher Farbgebung, verwendet werden, um weitere visuelle Effekte

ZU erzeugen.

Um die gewilnschte Strukturierung zu erreichen, ist es zweckmalig, wenn die
partielle erste Schicht bzw. das partielle erste Schichtsystem ein Fotolack ist, bzw.

einen Fotolack umfasst.

Ein Fotolack andert bei Belichtung in einem bestimmten Wellenlangenbereich
seine chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften, so dass die
unterschiedlichen Eigenschaften der belichteten und unbelichteten Bereiche
ausgenutzt werden kénnen, um in einem der Bereiche den Fotolack selektiv zu
entfernen. Beispielsweise verandert sich beim Belichten des Fotolacks dessen
Loslichkeit gegenlber einem Losemittel, welches nach der Belichtung zum
Entwickeln des Fotolacks verwendet werden kann. Bei positiven Fotolacken wird
bei dem an die Belichtung anschlielenden Entwicklungsschritt selektiv der
belichtete Bereich entfernt, bei negativen Fotolacken der unbelichtete Bereich. Ein

Fotolack kann also auch als Waschlack dienen.

Geeignete positive Fotolacke sind beispielsweise AZ 1518 oder AZ 4562 von AZ
Electronic Materials auf Basis von Phenolharz/Diazochinon. Geeignete negative
Fotolacke sind beispielsweise AZ nLOF 2000 oder ma-N 1420 von micro resist
technology GmbH beispielsweise auf Basis von Zimtsaurederivaten. Diese
kdnnen vorzugsweise durch Bestrahlung mit Licht in einem Wellenlangenbereich
von 250nm bis 440nm belichtet werden. Die bendtigte Dosis richtet sich nach den
jeweiligen Schichtdicken, der Wellenlange der Belichtung und der Empfindlichkeit

der Fotolacke.
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Zur Entwicklung dieser Fotolacke eignet sich beispielsweise
Tetramethylammoniumhydroxid. Die Entwicklung erfolgt bevorzugt bei
Temperaturen von 15°C bis 65°C fur eine bevorzugte Entwicklungszeit von 2
Sekunden bis zu wenigen Minuten Auch hier kann der Entwicklungsvorgang und
die damit einhergehende lokale Entfernung des Fotolackes wieder durch
mechanische Agitation, wie beispielsweise Bursten, Wischen, Anstromen mit dem
Entwicklungsmedium oder Ultraschallbehandlung unterstutzt werden.

Auch der Fotolack kann insbesondere Bindemittel, Farbstoffe, Pigmente,
insbesondere farbige Pigmente, Effektpigmente, DUnnfilmschichtsysteme,
cholesterische Flussigkristalle und/oder metallische oder nichtmetallische

Nanopartikel enthalten, um zusatzliche dekorative Effekte zu erflllen.

Es ist weiter zweckmafig, wenn in den Schritten a) bzw. b) die partielle erste
Schicht bzw. das partielle erste Schichtsystem und/oder die partielle zweite
Schicht bzw. das partielle zweite Schichtsystem zunachst vollflachig oder
zumindest in grofflachigen Bereichen erzeugt und anschlieRend strukturiert wird.
Das vollflachige oder grof3flachige Erzeugen kann dabei beispielsweise durch

Drucken oder Bedampfen erfolgen.

Das anschliellende Strukturieren der partiellen ersten Schicht bzw. des partiellen
ersten Schichtsystems und/oder der partiellen zweiten Schicht bzw. des partiellen
zweiten Schichtsystems in den Schritten a) bzw. b) erfolgt dann bevorzugt durch
Atzen, Lift-Off oder Maskenbelichtung. Dies erfolgt analog zur Strukturierung der
partiellen ersten Schicht bzw. des partiellen ersten Schichtsystems in Schritt ¢),
wie vorstehend beschrieben. Die bendtigten Atzresists, Schutzlacke oder
Waschlacke kbnnen dabei wiederum Bestandteil eines oder beider der
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Schichtsysteme sein oder aber als zusatzliche Schichten aufgetragen werden.
Diese Schichten konnen wiederum als Bestandteil der Schichtsysteme verbleiben
oder auch in einem weiteren Schritt wieder abgelost werden. Im Falle der
Maskenbelichtung kann auch eine externe Belichtungsmaske verwendet werden,
die auf die jeweilige Schicht bzw. das jeweilige Schichtsystem aufgelegt wird. Es
sind jedoch auch Verfahren madglich, in denen beispielsweise mittels eines Lasers
bestimmte Bereiche der ersten Schicht oder des ersten Schichtsystems partiell
entfernt werden. Solche Verfahren eignen sich insbesondere zur individuellen

Kennzeichnung von Sicherheitselementen.

Es ist ferner moéglich, dass beim Strukturieren der partiellen zweiten Schicht bzw.
des partiellen zweiten Schichtsystems in Schritt b) gleichzeitig die Strukturierung
der partiellen ersten Schicht bzw. des partiellen ersten Schichtsystems gemaf
Schritt ¢) erfolgt. Hierdurch wird ein besonders einfach und schnell
durchzufuhrendes Verfahren geschaffen.

Alternativ ist es auch moglich, dass in Schritt a) und/oder b) die partielle erste
Schicht bzw. das partielle erste Schichtsystem und/oder die partielle zweite
Schicht bzw. das partielle zweite Schichtsystem strukturiert erzeugt werden.
Hierzu wird bevorzugt ein Druckverfahren verwendet, insbesondere Tiefdruck,
Flexodruck, Offsetdruck, Siebdruck oder Digitaldruck, insbesondere
Tintenstrahldruck.

Vorzugsweise ist bzw. umfasst die partielle erste Schicht bzw. das partielle erste
Schichtsystem eine Reflexionsschicht aus einem insbesondere opaken Metall
und/oder einem insbesondere transparenten oder transluzenten Material mit

hohem Brechungsindex (damit ist ein hoher Realteil des komplexen
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Brechungsindex gemeint), und/oder zumindest eine ein- oder mehrfarbige
Farblackschicht und/oder ein Fabry-Perot-Schichtsystem.

Es ist weiter bevorzugt, wenn die partielle zweite Schicht bzw. das partielle zweite
Schichtsystem zumindest eine transparente, transluzente oder auch weitgehend
opake einfarbige oder mehrfarbige Lackschicht, insbesondere einen Atz- und/oder
Schutzlack, und/oder ein Fabry-Perot-Schichtsystem ist oder umfasst. Durch die
Verwendung bzw. Kombination solcher Schichten oder Schichtsysteme fiur die
partielle erste und zweite Schicht bzw. das partielle erste und zweite
Schichtsystem lassen sich vielfaltige optische Effekte erzeugen, die weiter zur
Falschungssicherheit beitragen und das optische Erscheinungsbild besonders

ansprechend gestalten.

Bevorzugt werden dabei die partielle erste Schicht bzw. das partielle erste
Schichtsystem und/oder die partielle zweite Schicht bzw. das partielle zweite
Schichtsystem in Form zumindest eines Motivs, Musters, Symbols, Bilds, Logos
oder alphanumerischer Charaktere, insbesondere Zahlen oder Buchstaben,
aufgetragen. Die Schichten bzw. Schichtsysteme kdnnen sich auch bereits vor
oder auch erst nach dem Strukturieren der partiellen ersten Schicht bzw. des
partiellen ersten Schichtsystems zu einem solchen Motiv, Muster, Symbol, Bild,
Logo oder zu alphanumerischen Charakteren, insbesondere Zahlen oder
Buchstaben erganzen. Ein derart erzeugtes graphisches Element, das durch die
Zusammenwirkung mehrerer Schichten entsteht, ist besonders schwer zu

reproduzieren und daher besonders falschungssicher.

Es ist weiter vorteilhaft, wenn die partielle erste Schicht bzw. das partielle erste
Schichtsystem und/oder die partielle zweite Schicht bzw. das partielle zweite

Schichtsystem in Form eines ein- oder zweidimensionalen Linien- und/oder
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Punktrasters aufgetragen wird. Hierbei sind auch transformierte Linienraster
moglich, beispielsweise mit wellenférmigen Linien, welche auch eine variable
Linienbreite aufweisen kdnnen. Die Punkte eines Punktrasters kdnnen beliebige
Geometrien und/oder Grofden aufweisen und mussen nicht kreisscheibenfGrmig
sein. Beispielsweise sind auch Punktraster aus dreieckigen, rechteckigen, beliebig
polygonalen, sternférmigen oder in Form von Symbolen ausgebildeten Punkten
moglich. Das Punktraster kann auch aus unterschiedlich gro3en und/oder
unterschiedlich geformten Punkten aufgebraut sein. Gerade wenn ein solches
Raster mit einem graphischen Element in der jeweils anderen Schicht bzw. im
jeweils anderen Schichtsystem zusammenwirkt, kbnnen weitere graphische

Effekte, wie beispielsweise Halbtonbilder erzeugt werden.

Bevorzugt weist das Linien- und/oder Punktraster dabei eine Rasterweite von
weniger als 300 ym, bevorzugt von weniger als 200 ym und von mehr als 25 ym
und bevorzugt von mehr als 50 um auf. Die Rasterweite kann Uber das Raster
hinweg auch variieren. Linienstarken bzw. Punktdurchmesser betragen
vorzugsweise von 25 um bis 150 ym und kénnen ebenfalls variieren. Solche
Raster wirken sich auf andere graphische Elemente, die von dem Raster
uberlagert werden aus, werden aber selbst mit dem nackten menschlichen Auge

nicht mehr als solche wahrgenommen.

Es ist weiter vorteilhaft, wenn das Substrat eine Tragerschicht, insbesondere eine
Folie aus einem Kunststoff, bevorzugt Polyester, insbesondere PET
(Polyethylenterephthalat), und/oder eine AblGseschicht, beispielsweise aus einem
Polymerlack, z.B. PMMA (Polymethylmethacrylat) oder aus wachsartigen
Substanzen umfasst. Eine solche Tragerschicht verleiht dem Mehrschichtkorper
bei seiner Herstellung und spateren Handhabung Stabilitat und schitzt ihn vor
Beschadigung. Eine AblGseschicht ermdglicht ein leichtes AblGsen des
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Sicherheitselements von nicht bendtigten Schichten, wie der Tragerschicht, so
dass es an dem gewunschten Dokument oder Objekt angebracht werden kann,
insbesondere in Form einer Heillpragefolie mit der Tragerschicht als Tragerfolie
und dem Sicherheitselement als von der Tragerfolie auf einen Untergrund zu

ubertragende Transferlage.

Vorzugsweise umfasst das Substrat eine Replizierschicht mit einem diffraktiven
Oberflachenrelief. Die Replizierschicht kann aus einem thermoplastischen, d.h.
thermisch hartbaren oder trockenbaren Replizierlack oder einem UV-hartbaren
Replizierlack oder einer Mischung aus solchen Lacken bestehen.

Es ist dabei vorteilhaft, wenn das in die Replizierschicht eingebrachte
Oberflachenrelief ein optisch variables Element, insbesondere ein Hologramm,
Kinegram® oder Trustseal®, ein vorzugsweise sinusformiges Beugungsgitter,
eine asymmetrische Reliefstruktur, ein Blaze-Gitter, eine vorzugsweise isotrope
oder anisotrope Mattstruktur, oder eine lichtbeugende und/oder lichtbrechende
und/oder lichtfokussierende Mikro- oder Nanostruktur, eine binare oder
kontinuierliche Fresnellinse, eine Mikroprismenstruktur, eine Mikrolinsenstruktur

oder eine Kombinationsstruktur daraus ausbildet.

Durch solche Strukturen oder Kombinationen daraus lassen sich vielfaltige
optische Effekte erzielen, die zudem schwer nachzuahmen und mit Ublichen
optischen Kopiermethoden nicht oder nur schwer kopierbar sind, so dass sich ein
besonders falschungssicherer Mehrschichtkorper ergibt.

Es ist weiter zweckmafig, wenn in einem weiteren Schritt d) eine dritte Schicht
bzw. ein drittes Schichtsystem aufgetragen wird, welche bzw. welches
insbesondere eine HRI-Schicht und/oder eine Klebstoffschicht ist bzw. umfasst.
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Klebeschichten kdnnen benutzt werden, um den MehrschichtkGrper auf einem
Untergrund, beispielsweise einem zu sichernden Dokument zu befestigen. HRI-
Schichten sind besonders zweckmalig im Zusammenhang mit flachig
ausgedehnten Reliefstrukturen, die durch die transparente HRI-Schicht auch in
Bereichen, in denen die erste und/oder zweite Schicht bzw. das erste und/oder
zweite Schichtsystem keine opake metallisierte Schicht bereitstellen, sichtbar
gemacht werden konnen. Als Material fur eine HRI-Schicht eignet sich

beispielsweise Zinksulfid, oder auch Titandioxid oder Zirkondioxid.

Ein derart erhaltlicher Mehrschichtkdrper kann als Sicherheitselement Anwendung
finden, insbesondere fur ein Sicherheitsdokument, insbesondere eine Banknote,

ein Wertpapier, ein Ausweisdokument, einen Reisepass oder eine Kreditkarte.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von mehreren Ausfuhrungsbeispielen
unter Zuhilfenahme der Zeichnung beispielhaft verdeutlicht. Es zeigen:

Fig. 1A-C: einen Mehrschichtkérper und die Herstellungsschritte eines
Mehrschichtkorpers mit einer Metallschicht und einer einfarbigen
Lackschicht;

Fig. 2A-C: einen Mehrschichtkérper und die Herstellungsschritte eines
Mehrschichtkdrpers mit einer Metallschicht und einer zweifarbigen
Lackschicht;

Fig. 3: eine Schnittdarstellung durch ein erstes Zwischenprodukt bei der
Herstellung eines Mehrschichtkérpers gemaf Fig. 2;
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eine Schnittdarstellung durch ein zweites Zwischenprodukt bei der
Herstellung eines Mehrschichtkérpers gemaf Fig. 2;

eine Schnittdarstellung durch ein drittes Zwischenprodukt bei der

Herstellung eines Mehrschichtkérpers gemaf Fig. 2;

einen Mehrschichtkdrpers mit einer Metallschicht, einer einfarbigen
Lackschicht, einer diffraktiven Struktur und einer HRI-Schicht;

einen Mehrschichtkdrper und die Herstellungsschritte eines
Mehrschichtkdrpers mit zwei Metallschichten und einer einfarbigen
Lackschicht;

einen Mehrschichtkoérper und Herstellungsschritte eines
Mehrschichtkérpers mit einer Metallschicht, einer HRI-Schicht und
einer einfarbigen Lackschicht;

einen Mehrschichtkdrper und Herstellungsschritte eines
Mehrschichtkdrpers mit einer feinstrukturierten Metallschicht und
einer einfarbigen Lackschicht;

eine Schnittdarstellung durch ein erstes Zwischenprodukt bei der
Herstellung eines Mehrschichtkérpers geman Fig. 9;

eine Schnittdarstellung durch ein zweites Zwischenprodukt bei der

Herstellung eines Mehrschichtkérpers geman Fig. 9;
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15A-C:

16A-C:

17A-C:
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eine Schnittdarstellung durch ein drittes Zwischenprodukt bei der

Herstellung eines Mehrschichtkérpers geman Fig. 9;

eine Schnittdarstellung durch den fertigen Mehrschichtkdrper geman
Fig. 9;

eine Detailansicht der Strukturen fur die Metall- und Lackschicht fur
den Mehrschichtkorper gemal Fig. 9

einen Mehrschichtkorper und Herstellungsschritte eines
Mehrschichtkorpers mit einer Metallschicht und einer frontseitigen
Lackschicht;

einen Mehrschichtkorper und Herstellungsschritte eines
Mehrschichtkdrpers mit einer gerasterten Metall- und Lackschicht;

einen Mehrschichtkdrper und Herstellungsschritte eines
Mehrschichtkdrpers mit einer feinstrukturierten Metallschicht und

einer mehrfarbigen Lackschicht;

einen Mehrschichtkdrper und Herstellungsschritte eines
Mehrschichtkdrpers mit einer feinstrukturierten Metallschicht und

einer einfarbigen Lackschicht;

Fig. 1 zeigt ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines Mehrschichtkérpers 10, der als

Sicherheitselement fur Banknoten, Wertpapiere, Ausweisdokumente, Tickets oder

geschutzte Produktverpackungen Verwendung finden kann. Der

Mehrschichtkdrper 10 umfasst eine erste Schicht 11, die als Metallschicht,
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beispielsweise aus Aluminium, ausgebildet ist, sowie eine zweite Schicht 12, die
als farbiger Atzresistlack ausgebildet ist. Neben Aluminium sind auch Kupfer,
Silber oder Chrom geeignet oder auch verschiedenste Metalllegierungen.

Wie Fig. 1a zeigt, wird zur Herstellung des Mehrschichtkorpers 10 zunachst die
erste Schicht 11 erzeugt, was beispielsweise durch Aufdampfen auf ein nicht
gezeigtes Substrat erfolgen kann. Das Aufdampfen erfolgt bevorzugt im Vakuum
durch thermisches Verdampfen, mittels Elektronenstrahlverdampfung oder auch
mittels Sputtern. Die Schichtdicke der ersten Schicht 11 betragt dabei

vorzugsweise 5 nm bis 100 nm, weiter bevorzugt 15 nm bis 40 nm.

Anschlieend kann die erste aufgedampfte Schicht mittels bekannter Verfahren
partiell entfernt werden, beispielsweise durch das partielle Auftragen eines
Atzresists nach dem Bedampfen und anschlieRendes Atzen inklusive Entfernen
des Atzresists; durch das partielle Auftragen eines Waschlacks vor dem
Bedampfen und Abwaschen (Lift-Off) nach dem Bedampfen oder durch partielles
Auftragen eines Fotolacks nach dem Bedampfen und anschlielliendes Belichten
und nachfolgendes Entfernen der belichteten oder unbelichteten Bestandteile des
Fotolacks je nach Art (positiv, negativ) des Fotolacks.

Alternativ wird das Substrat nicht vollflachig bedampft, die Schicht 11 wird
vielmehr partiell erzeugt, so dass sie in einem ersten Bereich 111 vorliegt und in
einem zweiten Bereich 112 nicht vorhanden ist. Es sind hierzu verschiedene
Verfahren bekannt, wie beispielsweise Abschirmung mittels einer mitlaufenden
Maske oder Druck eines Ols, welches die Abscheidung der Metallschicht im

Aufdampfprozess verhindert.
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Auf dem Substrat kann vorher bereits eine replizierte diffraktive Struktur,
beispielsweise in Form eines optisch variablen Elements (OVD = optical variable
device), insbesondere ein Hologramm, Kinegram® oder Trustseal®, ein
vorzugsweise sinusformiges Beugungsgitter, eine asymmetrische Reliefstruktur,
ein Blaze-Gitter, eine vorzugsweise isotrope oder anisotrope Mattstruktur, oder
eine lichtbeugende und/oder lichtbrechende und/oder lichtfokussierende Mikro-
oder Nanostruktur, eine binare oder kontinuierliche Fresnellinse, eine
Mikroprismenstruktur, eine Mikrolinsenstruktur oder eine Kombinationsstruktur
daraus, aufgebracht worden sein. Diese muss aber nicht notwendigerweise

vorliegen.

Die erste Schicht 11 muss auch nicht, wie gezeigt, zusammenhangend vorliegen,

sondern kann beliebig strukturiert sein und eine beliebige Form aufweisen.

Im nachsten Schritt wird die zweite Schicht 12, hier in Form eines
strahlenférmigen Musters, auf die erste Schicht aufgedruckt. Als Drucktechnik
wird dabei vorzugsweise Tiefdruck, Flexodruck, Offsetdruck, Siebdruck oder
Digitaldruck, insbesondere Tintenstrahldruck, verwendet.

Hierbei erstreckt sich die zweite Schicht 12 sowohl in den von der ersten Schicht
11 bedeckten Bereich 111, deckt diesen aber nicht vollstandig ab, als auch in den
von der ersten Schicht 11 nicht bedeckten Bereich 112. Falls eine replizierte
diffraktive Struktur vorliegt, erfolgt der Druck bevorzugt im Register zu dieser
Struktur, wobei je nach Druckverfahren Toleranzen von +/- 1 mm, bevorzugt +/-

0,5 mm angestrebt werden.

Der zum Druck der zweiten Schicht 12 verwendete Lack ist ein Atzresist, also
resistent gegenliber einem Atzmittel, welches das Metall der ersten Schicht 11
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auflésen kann. Bei der Verwendung von Aluminium fur die erste Schicht kann
dieses Atzmittel beispielsweise Natronlauge sein. Als Atzresist eignet sich dann
beispielsweise ein Lack auf Basis von PVC/PVAc (Polyvinylacetat)-Copolymer.

Der Lack enthalt ferner Farbstoffe, Pigmente, insbesondere bunte oder unbunte
Pigmente oder Effektpigmente, Dunnfilmschichtsysteme oder cholesterische
FlUssigkristalle oder Nanopartikel, so dass er einen optisch sichtbaren Effekt

erzeugt.

Nach dem Druck der zweiten Schicht 12 wird das in Fig. 1b gezeigte
Zwischenprodukt mit dem beschriebenen Atzmittel behandelt. Das Atzen erfolgt
dann bevorzugt bei einer Konzentration von 0,1% bis 5%, einer Temperatur des
Atzmittels von 15°C bis 75°C Uber eine Zeitdauer von 5 Sekunden bis 100
Sekunden. Ein geeigneter Atzresist ist beispielsweise ein Lack auf Basis von
PVC/PVAc (Polyvinylacetat)-Copolymer, welcher in einer Schichtdicke von
bevorzugt von 0,1 um bis 10 um aufgedruckt wird. In den nicht von der zweiten
Schicht bedeckten Bereichen |6st sich dabei die erste Schicht 11 auf. An das
Atzen kann sich noch ein Spilvorgang, beispielsweise mit Wasser und ein
Trocknungsschritt anschlief3en.

Fig. 1c zeigt den resultierenden Mehrschichtkdrper 10 von der der Druckseite
entgegengesetzten Seite. Es ist zu erkennen, dass die Strukturen der ersten
Schicht 11 und zweiten Schicht 12 nahtlos ineinander Gbergehen, also
registergenau angeordnet sind. Diese Seite ist auch die typische
Betrachtungsseite des Mehrschichtkdrpers 10. Liegt eine replizierte diffraktive
Struktur vor, so wirkt die erste Schicht 11 als Reflexionsschicht, so dass die
diffraktive Struktur im Bereich der ersten Schicht 11 besonders deutlich sichtbar
ist. Durch eine zusatzliche Beschichtung mit einer nicht gezeigten Kleberschicht
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kann die diffraktive Struktur im nicht von der ersten Schicht 11 bedeckten Bereich
111 komplett ausgeloscht werden, wenn die Kleberschicht einen ahnlichen
Brechungsindex (z.B. etwa 1,5) wie die Replizierschicht aufweist und daher keine
optisch wirksame Grenzschicht zwischen Kleberschicht und Replizierschicht
ausgebildet wird. Dabei sollten sich bevorzugt die Brechungsindizes beider
benachbarter Schichten um nicht mehr als 0,1 voneinander unterscheiden. Die
Kleberschicht dient gleichzeitig der Applikation des Mehrschichtkorpers 10 auf
einen Untergrund, beispielsweise eine Banknote. Die Farbe kann dabei
weitgehend transparent oder transluzent ausgestaltet sein, sodass der
darunterliegende Untergrund erkennbar ist, aber auch eine weitgehend opake

Ausgestaltung ist moglich.

Anstelle einer Metallschicht als erste Schicht 11 kbnnen auch mehrere
aneinandergrenzende Farbschichten verwendet werden, die auf das Substrat
aufgedruckt werden. Geeignete Lacke hierflr sind beispielsweise Fotolacke, wie
beispielsweise AZ 1518 von AZ Electronic Materials. Die zweite Schicht 12 ist
dann bevorzugt ein Schutzlack, beispielsweise ein transparenter oder opaker Lack
mit einem UV-Blocker. Hierfur eignen sich insbesondere Benzophenon-Derivate
oder hochdisperses Titandioxid. Die zweite Schicht 12 wird dann bevorzugt
uberlappend mit den Grenzbereichen der Farbschichten der ersten Schicht 11
aufgedruckt. Nach vollflachiger Belichtung in einem Wellenlangenbereich von
vorzugsweise 320 nm bis 430 nm, einer bevorzugten Belichtungsdosis von 10
mdJ/cm? bis 500 mJ/cm? und Atzen mit beispielsweise 0,3% NaOH bei einer
bevorzugten Temperatur von etwa 50°C fur eine Zeit von vorzugsweise 10
Sekunden bis 30 Sekunden verbleiben dann lediglich die Farbbestandteile der
ersten Schicht 11, wo sie durch die zweite Schicht 12 abgedeckt wurden und

bilden so ein mehrfarbiges Dekor. Liegt z.B. die zweite Schicht 12 in Form von
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Guillochenlinien vor, so zeigt der fertige Mehrschichtkdrper 10 Guillochenlinien, in
denen sich Farblbergange zeigen, also einen sogenannten Irisdruck.

Der in Fig. 2 gezeigte Mehrschichtkorper 10 wird analog zu Fig. 1 hergestellt.
Lediglich im zweiten Herstellungsschritt gemaR Fig. 2b wird die zweite Schicht 12
als Schichtsystem durch Druck von zwei verschiedenfarbigen Lacken 121, 122
gebildet. Die beiden Lacke 121, 122 kdnnen sich dabei bereichsweise Uberdecken
und werden bevorzugt im Register mit einer Toleranz von vorzugsweise weniger

als 0,5 mm und besonders bevorzugt von weniger als 0,2 mm gedruckt.

Nach dem Atzen, das wie in Fig. 1 beschrieben durchgefiihrt wird, ergibt sich der
Mehrschichtkorper 10 gemaf’ Fig. 2c. Die durch die zweite Schicht 12 gebildeten
Strahlen des gezeigten sternformigen Motivs erscheinen nun abwechselnd in den
Farben der Lacke 121, 122. Neben im sichtbaren Bereich erkennbaren
Druckfarben kénnen hier wie auch in den anderen gezeigten
Ausfuhrungsbeispielen auch Lacke verwendet werden, die UV-aktiv sind oder
mittels IR-Bestrahlung angeregt werden konnen oder optisch variable Effekte
zeigen, wie beispielsweise OVI®-Farben, oder die elektrisch oder magnetisch
detektierbar sind, beispielsweise durch die Zugabe entsprechender metallischer

Nanopartikel.

Auch hier kann, wie anhand Fig. 1 erlautert, wiederum ein Irisdruckeffekt

geschaffen werden.

Die Figuren 3 bis 5 zeigen die Herstellungsschritte eines alternativen
Mehrschichtkorpers 10, der jedoch in der Grundstruktur dem in Fig. 2 gezeigten
entspricht. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass die zweite Schicht 12 in
diesem Fall nicht bereits strukturiert aufgedruckt wird, sondern zunachst
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vollflachig oder zumindest in grofiflachigen Bereichen aufgebracht und
anschlieRend strukturiert wird.

Hierzu wird zunachst auf eine Tragerschicht 13 aus Polyester, insbesondere PET
eine Abloseschicht 14 und eine Replizierschicht 15 aus beispielsweise einem
thermoplastischen Kunststoff oder einem strahlungs- oder temperaturhartbaren
Replizierlack aufgebracht, wobei diese Schichten wiederum aus mehreren Lagen
bestehen kdnnen. In die Replizierschicht 15 werden dann diffraktive Strukturen
151 eingeformt, beispielsweise durch Pragen mit einem metallischen
Pragewerkzeug. Auf die Replizierschicht 15 wird nun die erste Schicht 11
aufgetragen, die in diesem Fall als Schicht aus einem transparenten
hochbrechenden Material (HRI = High Refractive Index), beispielsweise aus
Zinksulfid oder Titandioxid, ausgebildet ist. Auf die erste Schicht 11 wird dann
vollflachig oder zumindest in grofiflachigen Bereichen die zweite Schicht 12
aufgetragen, die wiederum aus zwei verschiedenfarbigen Lacken 121, 122
besteht, die aneinander angrenzen. Die Lacke 121, 122 sind dabei UV-
empfindliche Fotolacke, wie beispielsweise AZ 1518 von AZ Electronic Materials
auf Basis von Phenolharz/Diazochinon. Anschlieend wird eine Maskenschicht 16
partiell auf die zweite Schicht 12 aufgedruckt. Die Maskenschicht 16 dient dabei
gleichzeitig als Atz- und Schutzlack. Hierzu kann ein Atzresistlack, beispielsweise
auf Basis von PVC/PVAc (Polyvinylacetat)-Copolymer, beispielsweise mit UV-
absorbierenden Titandioxidpartikeln oder anderen UV-Blockern versehen werden.
Anschlieend erfolgt eine Belichtung mit UV-Licht von der Seite der
Maskenschicht 16 her. Die Belichtung erfolgt bevorzugt bei einer Wellenlange von
365 nm mit einer Dosis von 25 mJ/cm? bis 500 mJ/cm?.

Das in Fig. 3 gezeigte Zwischenprodukt wird dann einem Laugenbad ausgesetzt,
welches gleichzeitig als Entwickler- und Atzbad fungiert.
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Hierflr eignet sich beispielsweise NaOH in einer bevorzugten Konzentration von
0,05% bis 2,5%, welches bevorzugt flr eine Zeitdauer von 2 Sekunden bis 60
Sekunden bei einer Temperatur von 20°C bis 65°C auf das Zwischenprodukt

einwirkt.

In den nicht von der Maskenschicht 16 geschuitzten Bereichen wurde der Fotolack
121, 122 der Schicht 12 wahrend der UV-Bestrahlung belichtet und I6st sich daher
nun im Entwicklerbad auf. Man erhalt das in Fig. 4 dargestellte Zwischenprodukt.
Dieses wird allerdings nicht isoliert. Vielmehr wird der Atzvorgang fortgesetzt,
wobei nun die HRI-Schicht 11 dort, wo sie nicht von der verbleibenden Schicht 12
geschuitzt wird, angegriffen wird. Die Lacke 121, 122 wirken hier also gleichzeitig
als Atzresist. Nach dem Atzvorgang ergibt sich der in Fig. 5 dargestellte fertige
Mehrschichtkdrper 10. Auf diesen kann noch eine Kleberschicht aufgetragen
werden, die die freiliegenden diffraktiven Strukturen 151 verfullt, wo diese nicht
von der ersten Schicht 11 bedeckt sind. Die diffraktiven Strukturen 151 sind dann
nur dort sichtbar, wo das HRI-Material der ersten Schicht 11 als Reflexionsschicht

wirkt.

In Fig. 6 ist ein weiterer Mehrschichtkorper 10 dargestellt. Der Auftrag der
Schichten 11 und 12 erfolgt analog zum in Fig. 1 dargestellten
Ausfuhrungsbeispiel. Anschliellend wird eine weitere transparente HRI-Schicht 17
vollflachig aufgetragen, so dass ein nicht von der ersten Schicht 11 bedecktes

diffraktives Element 18 sichtbar wird.

Diffraktive Strukturen sind somit in den opaken metallischen Bereichen der ersten
Schicht 11 und in den Bereichen der transparenten HRI-Schicht 17, jedoch
typischerweise nicht in den Druckbereichen der zweiten Schicht 12 erkennbar,
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weil die diffraktiven Strukturen durch den direkt auf die diffraktiven Strukturen
gedruckten Farblack der zweiten Schicht 12 ausgeldscht sind, weil der Farblack
bevorzugt einen ahnlichen Brechungsindex (etwa 1,5) wie die Replizierschicht
aufweist und daher keine optisch wirksame Grenzschicht zwischen Farblack und
Replizierschicht ausgebildet wird. Dabei sollten sich bevorzugt die
Brechungsindizes beider benachbarter Schichten um nicht mehr als 0,1

voneinander unterscheiden.

Das Ausfuhrungsbeispiel gemaf Fig. 7a-c entspricht wiederum dem
Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1. Der einzige Unterschied liegt darin, dass fur die
erste Schicht 11 zwei unterschiedliche Metalle 113, 114, wie beispielsweise Al
und Cu verwendet werden. Die beiden Metalle 113, 114 kbnnen dabei raumlich

getrennt, angrenzend oder auch teilweise Uberlappend vorliegen.

Fig. 7b zeigt wiederum, wie die zweite Schicht 12 auf die erste Schicht 11

aufgedruckt wird, betrachtet von der Druckseite.

Fig. 7c zeigt den fertigen Mehrschichtkorper von der Metallseite betrachtet.
Aufgrund der opaken Metallschichten ist der Druck der Schicht 12 unter den
Metallbereichen der Schicht 11 nicht erkennbar.

Die Strukturierung der ersten Schicht 11 kann in zwei Schritten erfolgen, da
beispielsweise unterschiedliche Atzmittel fiir die beiden verwendeten Metalle oder
Metalllegierungen eingesetzt werden mussen. Im Falle der Verwendung von Al
und Cu fUr die erste Schicht 11 sind dies beispielsweise NaOH und FeCl; Da zur
Strukturierung jedoch dieselbe aufgedruckte Maske, namlich die zweite Schicht
12, verwendet wird, erfolgen die Ubergénge der beiden Metalle 113, 114 der
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ersten Schicht 11 im perfekten Register, das heifdt in exakter relativer Lage zum
Druck der zweiten Schicht 12.

Das Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 8 entspricht wiederum dem
Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1. Zusatzlich wird lediglich noch eine weitere
transparente HRI-Schicht 17 aufgetragen. Hierzu wird in einem ersten Schritt ein
opakes Metall 113, beispielsweise Aluminium, auf die bereits beschriebene Weise
aufgetragen. In einem weiteren Schritt wird die HRI-Schicht 17 aus ZnS oder TiO>
aufgebracht, was ebenfalls durch Aufdampfen oder Sputtern erfolgen kann, so
dass eine Schichtanordnung gemaf Fig. 8a vorliegt. Die HRI-Schicht 17 kann
dabei ebenfalls nur partiell vorliegen, an die Metallschicht 113 angrenzen, oder
sie auch zumindest teilweise Uberlappen. Die Metallschicht 113 und die HRI-

Schicht 17 bilden gemeinsam die erste Schicht 11.

Anschliel3end wird mit einer beispielsweise roten Farbschicht als zweite Schicht
12 Uberdruckt, so dass sich die Situation gemaf} Fig. 8b ergibt. Die Betrachtung
erfolgt von der Druckseite.

In einem weiteren Verfahrensschritt werden die nicht Uberdruckten Bereiche der
beiden Reflexionsschichten 113, 17 entfernt, ggf. auch in zwei Verfahrensschritten
mit entsprechend den zu entfernenden Schichten angepassten Chemikalien, z.B.
zwei unterschiedlichen Laugen. Wahrend zur Entfernung der Aluminiumanteile
NaOH unter den beschriebenen Bedingungen verwendet werden kann, wird zum
Entfernen einer HRI-Schicht aus ZnS vorzugsweise ebenfalls NaOH oder auch
Na,COs3 bei einer Temperatur von 20°C bis 60°C fur einen Zeitraum von 5

Sekunden bis 60 Sekunden verwendet.
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Der fertige Mehrschichtkdrper ist in Fig. 8c gesehen von der Seite der ersten
Schicht 11. Im Vergleich zu Fig. 1 ist auch in den nichtmetallischen Bereichen, in
denen die HRI-Schicht 17 vorliegt, die Wirkung der diffraktiven Strukturen im
Substrat erkennbar, wahrenddem zugleich der Farbdruck der zweiten Schicht 12
erkennbar ist, weil zwischen dem aufgedruckten, und den diffraktiven Strukturen
noch die HRI-Schicht 17 als optische Grenzschicht angeordnet ist. Der Farblack
kann dabei transparent, transluzent oder auch weitgehend opak ausgebildet

werden.

Die Ausfuhrungsform nach Fig. 9 entspricht wieder derjenigen nach Fig. 1. Der
Unterschied liegt lediglich darin, dass die erste Schicht 11 fein strukturiert, hier als
Wiederholungen der Zahl ,,50 vorliegt. Der Herstellprozess umfasst einen ersten
Schritt, in dem die fein strukturierte erste Schicht 11 gemaf Fig. 9a erzeugt wird.
Entsprechend fein strukturierte Metallschichten kdnnen beispielsweise auf die
folgende Weise erzeugt werden: indem mittels einer hochaufgelosten
Maskenbelichtung eine Fotolackschicht strukturiert wird, welche anschlief’end
wiederum zur Strukturierung der Metallschicht eingesetzt wird, oder indem ein
Verfahren zur toleranzlosen Teilmetallisierung verwendet wird, wie es
beispielsweise aus der WO 2006/084685 A2 bekannt ist. Die Schicht 11 besteht
aus einem feinen Raster, welcher beispielsweise aus einen mikroskopisch feinen
Text besteht.

Anschlieend erfolgt der farbige Druck der zweiten Schicht 12 gemaf Fig. 9b. Die
zweite Schicht 12 ist in diesem Beispiel ein vergleichsweise grob strukturiertes
Motiv in Form der grof3en Zahl ,50%. Die zweite Schicht 12 kann aber ebenfalls

sehr fein strukturiert sein.
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Im letzten Schritt dient der farbige Druck der Schicht 12 als Maske zum
registergenauen Entfernen der ersten Schicht 11, so dass der in Fig. 9c gezeigte
Mehrschichtkdrper 10 erhalten wird. Dies erfolgt analog zu den bereits

beschriebenen Atzverfahren.

Sind erste Schicht 11 und zweite Schicht 12 beispielsweise fein strukturierte
Linienraster, kommt es je nach deren relativer Lage zueinander zu
Uberlagerungseffekten und die final entstehende Struktur ist eine fein strukturierte
Uberlagerungsstruktur der ersten Schicht 11 und zweiten Schicht 12. Die
Uberlagerungsstruktur kann dabei beispielsweise einen gewlinschten Moiré-Effekt

erzeugen.

Die feine Strukturierung der ersten Schicht 11 kann beispielsweise auch als
Guilloche aus einer Vielzahl von feinen Linien, bevorzugt als metallische
Reflexionsschicht in Kombination mit beugungsoptischen Strukturen
beispielsweise mit einem KINEGRAM®, ausgefiihrt sein, wie dies Fig. 17A zeigt.

Anschlieend erfolgt der farbige Druck der zweiten Schicht 12 geman Fig. 17B.
Der farbige Druck kann dabei mehrere unterschiedlich farbige Bereiche,
beispielsweise in Form einer Landesflagge (wie hier gezeigt) und/oder einer
geographischen Kontur eines Landes oder in Form eines Wappens oder eines

anderen mehrfarbigen Motivs aufweisen.

Im letzten Schritt dient der farbige Druck der Schicht 12 als Maske zum
registergenauen Entfernen der ersten Schicht 11, so dass der in Fig. 17C
gezeigte Mehrschichtkorper 10 erhalten wird. Dies erfolgt analog zu den bereits

beschriebenen Atzverfahren.
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In der in Fig. 17 gezeigten Ausfihrungsform erkennt der Betrachter als
falschungssichere und eigenstandige Merkmale, dass die fein strukturierten Linien
sind nur in den farbigen Bereichen vorhanden sind und die in einem farbigen
Bereich erkennbaren fein strukturierten Linien sich in einem benachbarten

weiteren farbigen Bereich registerhaltig fortsetzen.

Eine andere Ausfuhrungsform mit einer fein strukturierten ersten Schicht 11 zeigt
Fig. 18. Auch hier kann die feine Strukturierung der ersten Schicht 11
beispielsweise auch als Guilloche aus einer Vielzahl von feinen Linien, bevorzugt
als metallische Reflexionsschicht in Kombination mit beugungsoptischen
Strukturen beispielsweise mit einem KINEGRAM®, ausgefiihrt sein, wie dies Fig.
18A zeigt.

AnschlieRend erfolgt der Druck der zweiten Schicht 12 gemal} Fig. 18B. Dabei
kommt ein farbloser, bevorzugt transparenter Atzresist mit einem UV-Absorber
zum Einsatz. Dieser Atzresist soll anschlieRend eine Doppelfunktion erfiillen:
Einerseits dient der Atzresist zur weiteren Substrukturierung der fein strukturierten
ersten Schicht 11 mittels Atzen und andererseits spéter als Belichtungsmaske zur

Strukturierung eines Farbbereichs.

Entsprechend der mit Atzresist belegten Flache der ersten Schicht 11 wird die
feine Struktur der ersten Schicht 11 in den Bereichen mittels Atzen entfernt, in der

der Atzresist nicht vorgesehen ist.

Anschlieend wird ein farbiger Fotolack aufgedruckt, welcher zumindest den
Bereich umfasst, welcher nicht vom farblosen Atzresist bedeckt ist. Der Fotolack
kann aber auch mit dem Atzresist Gberlappen. Durch Belichtung des eingefarbten
Fotolacks unter Verwendung des farblosen Atzresists mit dem UV-Absorber als
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Belichtungsmaske wird der farbige Fotolack in denjenigen Bereichen ausgehartet,
die keinen transparenten Atzresist aufweisen und kann in den Ubrigen Bereichen
registergenau zu dem Atzresist und zu den durch den Atzresist geschiitzten und
definierten Bereichen der fein strukturierten ersten Schicht 11 entfernt werden.

In der in Fig. 18 gezeigten Ausfihrungsform erkennt der Betrachter als
falschungssichere und eigenstandige Merkmale, dass die feinen Strukturen der
ersten Schicht 11 nur in den farblosen Bereichen vorhanden sind und
registergenau zum farbigen Bereich des Fotolacks enden sowie dass sich die
feinen Strukturen der ersten Schicht 11 sich praktisch ,Uber den farbigen Bereich
hinweg“ registerhaltig in einem dazu benachbarten transparenten Bereich

fortsetzen.

Die Figuren 10 bis 13 zeigen die Herstellungsschritte eines alternativen
Mehrschichtkdrpers 10, der jedoch in der Grundstruktur dem in Fig. 9 gezeigten
entspricht. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass die zweite Schicht 12 in
diesem Fall nicht bereits strukturiert aufgedruckt wird, sondern zunachst
vollflachig oder zumindest in grofiflachigen Bereichen aufgebracht und

anschliefdend strukturiert wird.

Hierzu wird zunachst auf eine Tragerschicht 13 aus Polyester oder PET eine

Ablbseschicht 14 und eine Replizierschicht 15 aufgebracht. In die Replizierschicht
15 werden dann diffraktive Strukturen 151 eingeformt. Auf die Replizierschicht 15
wird nun die erste Schicht 11 aufgetragen, die in diesem Fall als fein strukturierte

Metallschicht, beispielsweise in Form eines Rasters, vorliegt.

Auf die erste Schicht 11 wird dann, wie in Fig. 11 gezeigt, vollflachig die zweite
Schicht 12 aufgetragen, die wiederum aus zwei verschiedenfarbigen Lacken 121,
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122 besteht, die aneinander angrenzen. Die Lacke 121, 122 sind dabei UV-
empfindliche farbige Fotolacke. Anschlieend wird eine Maskenschicht 16 partiell
auf die zweite Schicht 12 aufgedruckt, so dass das in Fig. 12 dargestellte
Zwischenprodukt erhalten wird. Die Maskenschicht 16 kann die Form eines
weiteren Rasters aufweisen. Die Maskenschicht 16 dient dabei gleichzeitig als
Atz- und Schutzlack. Hierzu kann ein Atzresistlack beispielsweise mit UV-
absorbierenden Titandioxidpartikeln oder anderen UV-Blockern versehen werden.
Anschlieend erfolgt eine Belichtung mit UV-Licht von der Seite der
Maskenschicht 16 her. Die Belichtungsparameter und verwendeten Lacke

entsprechen dabei den oben bereits beschriebenen.

Anstelle einer Maskenschicht 16 kann auch eine Filmmaske eingesetzt werden,
die nur wahrend des Belichtungsprozesses im Kontakt mit den Schichten 121 und

122 aufliegt und anschlieRend wieder entfernt wird.

Das in Fig. 12 gezeigte Zwischenprodukt wird dann einem Laugenbad,
beispielsweise 0,3 % NaOH bei 50°C, ausgesetzt, welches gleichzeitig als
Entwickler- und Atzbad fungiert. In den nicht von der Maskenschicht 16
geschitzten Bereichen wurde der Fotolack 121, 122 der Schicht 12 wahrend der
UV-Bestrahlung belichtet und I6st sich daher nun im Entwicklerbad auf. Im
weiteren Verlauf des Atzvorgangs wird die erste Schicht 11 dort, wo sie nicht von
der verbleibenden Schicht 12 geschutzt wird, angegriffen. Die Lacke 121, 122
wirken hier also gleichzeitig als Atzresist. Nach dem Atzvorgang ergibt sich der in
Fig. 13 dargestellte fertige Mehrschichtkorper 10.

Beispiele fur mogliche Rasterungen der ersten Schicht 11 und der zweiten Schicht
12 sind in Fig. 14 gezeigt. Neben den gezeigten Linien- und Motivrastern sind

selbstverstandlich auch andere Strukturen, beispielsweise Punktraster, moglich.
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Weiterhin kann die erste Schicht 11 und/oder die zweite Schicht 12 mit einem
weiteren Raster aus diffraktiven Strukturen auf der jeweiligen Replizierschicht der
ersten und/oder zweiten Schicht versehen sein. . Dadurch kbnnen sich nicht nur
Uberlagerungseffekte durch die Uberlagerung der feinen Raster der ersten und
zweiten Schicht 11, 12 ergeben, sondern auch eine weitere, zusatzliche
Uberlagerung mit dem oder den diffraktiven Rastern der ersten und/oder zweiten
Schicht bzw. deren optisch variablen Effekten. Die Uberlagerungseffekte kénnen
sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem wie ahnlich oder unterschiedlich die
Rasterweiten und/oder Rasterformen der an der Uberlagerung beteiligten Raster
sind. Insbesondere die Blickwinkel- und/oder Beleuchtungswinkelabhangigkeit der
diffraktiven Raster kann dabei zu Uberraschenden optischen Effekten bei dieser
komplexen Uberlagerung flihren.

Die bislang besprochenen Ausflihrungsbeispiele basieren darauf, dass zuerst eine
partielle Reflexionsschicht aus opakem Metall oder transparentem HRI-Material
(erste Schicht 11) erzeugt und anschlieend ein Druck (zweite Schicht 12)
aufgebracht wird. Der Druck der zweiten Schicht 12 dient dabei als
Maskenschicht, beispielsweise analog zu einem Atzresistdruck, zur weiteren

Strukturierung der partiellen Metallschicht 11.

Im Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 15 wird zuerst ein Druck (zweite Schicht 12) in
das Vormaterial eingebracht, in welches anschliel3end eine nicht dargestellte
diffraktive Struktur abgeformt wird (siehe Fig. 15a).

In einem weiteren Schritt wird ein erster partieller Metallbereich (erste Schicht 11)
erzeugt, wie in Fig. 15b dargestellt.
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Im nachsten Schritt wird der bereits im Vormaterial vorhandene Druck als
Belichtungsmaske fur eine darauf aufgebrachte Fotolackschicht genutzt, um im
perfekten Register zum Druck der zweiten Schicht 12 die erste Schicht 11 zu
strukturieren. Die verwendeten Materialien und Verfahrensparameter entsprechen

dabei den oben bereits beschriebenen.

Die zweite Schicht 12 wird also zeitlich und 6rtlich vollkommen unabhangig von
der ersten Schicht 11 erzeugt. Die zweite Schicht 12 kann beispielsweise auch
auf der Ruckseite des nicht gezeigten Substrats angeordnet sein und die erste
Schicht 11 auf dessen Vorderseite. Optional kdnnte man fur bestimmte Zwecke
die zweite Schicht 12 entfernen, wenn sie als Strukturierungshilfe fur die erste

Schicht 11 ausgedient hat.

In Aufsicht sind somit sowohl farbige metallische Bereiche mit den diffraktiven
Strukturen zu erkennen, als auch nur farbige Bereiche ohne diffraktiven Wirkung,
wobei diese Bereiche, entsprechend den Schichten 11, 12 im perfekten Register

zueinander ineinander Ubergehen.

Fig. 16 zeigt ein weiteres alternatives Ausfuhrungsbeispiel eines
Mehrschichtkdrpers 10. Hier wird, wie in Fig. 16a gezeigt, zunachst die erste
Schicht 11 als Metallschicht mit einem ausgesparten Schriftzug 19 erzeugt. Die
zweite Schicht 12 wird, wie in Fig. 16b dargestellt, als wellenférmig gerasterte
Lackschicht auf die erste Schicht 11 aufgedruckt und dient dann als
Atzresistmaske zum weiteren Strukturieren der ersten Schicht 11 in einem
Laugenbad. Nach dem Atzen erhélt man den in Fig. 16¢c gezeigten
Mehrschichtkorper 10, bei dem sich die farbigen Linien der zweiten Schicht 12 im

Bereich des ausgesparten Schriftzuges im perfekten Register zu den
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verbleibenden metallischen Linien der ersten Schicht 11 auRerhalb des

Schriftzugs 19 fortsetzen.

Die Linienbreiten miUssen dabei nicht konstant sein, sondern kdnnen zusatzlich
moduliert sein, wodurch sich unterschiedliche lokale Flachendichten des Rasters
ergeben, die eine zusatzliche Information bilden. Die Linienbreiten betragen
vorzugsweise von 25 um bis 150 um.. Auch die Rasterweite kann moduliert
werden und betragt vorzugsweise weniger als 300 um und bevorzugt weniger als

200 um, sowie vorzugsweise mehr als 25 um.
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T/52355WO/NZ/JZ

1. LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG, Schwabacher Str. 482, DE - 90763 Frth
2. OVD Kinegram AG, Zahlerweg 12, CH - 6301 Zug

Anspriiche:

1. Verfahren zum Herstellen eines Mehrschichtkorpers (10), insbesondere

eines Sicherheitselements, umfassend die Schritte:

a)

b)

Erzeugen einer partiellen ersten Schicht (11) bzw. eines partiellen ersten
Schichtsystems auf einem Substrat, wobei die partielle erste Schicht (11)
bzw. das partielle erste Schichtsystem in einem ersten Teilbereich (111)
vorhanden ist und in einem zweiten Teilbereich (112) nicht vorhanden ist;
Erzeugen einer partiellen zweiten Schicht (12) bzw. eines partiellen
zweiten Schichtsystems, wobei die partielle zweite Schicht (12) bzw. das
partielle zweite Schichtsystem in einem dritten Teilbereich (121)
vorhanden ist und in einem vierten Teilbereich (122) nicht vorhanden ist,
und wobei der dritte Teilbereich (121) mit dem ersten (111) und zweiten
Teilbereich (112) Gberlappt;

Strukturieren der partiellen ersten Schicht (11) bzw. des partiellen ersten
Schichtsystems unter Verwendung der partiellen zweiten Schicht (12)
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bzw. des partiellen zweiten Schichtsystems als Maske.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Strukturieren der partiellen ersten Schicht (11) bzw. des partiellen
ersten Schichtsystems in Schritt ¢) durch Atzen erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die partielle zweite Schicht (12) bzw. das partielle zweite Schichtsystem

ein Atzresist ist, bzw. zumindest einen Atzresist umfasst.

Verfahren nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Atzresist ein Lack ist, der insbesondere Bindemittel, Pigmente,
insbesondere bunte oder unbunte Pigmente und/oder Effektpigmente,
Dunnschichtfiimsysteme, cholesterische Flussigkristalle, Farbstoffe und/oder
metallische oder nichtmetallische Nanopartikel umfasst.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Strukturieren der partiellen ersten Schicht (11) bzw. des partiellen
ersten Schichtsystems in Schritt ¢) durch Lift-Off erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass die partielle zweite Schicht (12) bzw. das partielle zweite Schichtsystem
ein Waschlack ist, der in einem Losemittel, insbesondere in Wasser, |6slich
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ist, bzw. zumindest einen solchen Waschlack umfasst.

Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Waschlack ein Lack ist, der insbesondere Bindemittel und Fullstoffe

umfasst.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Strukturieren der partiellen ersten Schicht (11) bzw. des partiellen
ersten Schichtsystems in Schritt ¢) durch Maskenbelichtung erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die partielle zweite Schicht (12) bzw. das partielle zweite Schichtsystem

ein Schutzlack ist, bzw. zumindest einen Schutzlack umfasst.

Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass die partielle erste Schicht (11) bzw. das partielle erste Schichtsystem
ein Fotolack ist, bzw. zumindest einen Fotolack umfasst, wobei der
Schutzlack insbesondere als Waschlack, der in einem Losemittel,
insbesondere in Wasser, 16slich ist.

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Schutzlack und/oder der Fotolack ein Lack ist, der insbesondere
Bindemittel, Pigmente, insbesondere bunte oder unbunte Pigmente und/oder
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Effektpigmente, Dunnschichtfilmsysteme, cholesterische Flussigkristalle,
Farbstoffe und/oder metallische oder nichtmetallische Nanopartikel umfasst.

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass in den Schritten a) und/oder. b) die partielle erste Schicht (11) bzw. das
partielle erste Schichtsystem und/oder die partielle zweite Schicht (12) bzw.
das partielle zweite Schichtsystem zunachst vollflachig oder zumindest in

grof¥flachigen Bereichen erzeugt und anschlie3end strukturiert wird.

Verfahren nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Strukturieren der partiellen ersten Schicht (11) bzw. des partiellen
ersten Schichtsystems und/oder der partiellen zweiten Schicht (12) bzw. des
partiellen zweiten Schichtsystems in den Schritten a) bzw. b) durch Atzen,
Lift-Off oder Maskenbelichtung erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass beim Strukturieren der partiellen zweiten Schicht (12) bzw. des
partiellen zweiten Schichtsystems in Schritt b) gleichzeitig die Strukturierung
der partiellen ersten Schicht (11) bzw. des partiellen ersten Schichtsystems

gemal Schritt c) erfolgt.

Verfahren nach einem der Ansprtche 1 bis 14,

dadurch gekennzeichnet,

dass in Schritt a) und/oder b) die partielle erste Schicht (11) bzw. das
partielle erste Schichtsystem und/oder die partielle zweite Schicht (12) bzw.
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das partielle zweite Schichtsystem strukturiert erzeugt werden.

Verfahren nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass die partielle erste Schicht (11) bzw. das partielle erste Schichtsystem
und/oder die partielle zweite Schicht (12) bzw. das partielle zweite
Schichtsystem mittels eines Druckverfahrens, insbesondere durch Tiefdruck,
Flexodruck, Offsetdruck, Siebdruck oder Digitaldruck, insbesondere

Tintenstrahldruck, erzeugt werden.

Verfahren nach einem der Ansprtche 1 bis 16,

dadurch gekennzeichnet,

dass die partielle erste Schicht (11) bzw. das partielle erste Schichtsystem
eine Reflexionsschicht aus einem Metall und/oder einem Material mit hohem
Brechungsindex (HRI = High Refractive Index), und/oder zumindest eine ein-
oder mehrfarbige Farblackschicht und/oder ein Fabry-Perot-Schichtsystem

ist bzw. umfasst.

Verfahren nach einem der Ansprtche 1 bis 17,

dadurch gekennzeichnet,

dass die partielle zweite Schicht (12) bzw. das partielle zweite Schichtsystem
zumindest eine transparente, ein- oder mehrfarbige Lackschicht,
insbesondere einen Atz- und/oder Schutzlack, und/oder ein Fabry-Perot-
Schichtsystem ist oder umfasst.

Verfahren nach einem der Ansprtche 1 bis 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass die partielle erste Schicht (11) bzw. das partielle erste Schichtsystem
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und/oder die partielle zweite Schicht (12) bzw. das partielle zweite
Schichtsystem in Form zumindest eines Motivs, Musters, Symbols, Bilds,
Logos oder alphanumerischer Charaktere, insbesondere Zahlen und/oder
Buchstaben, aufgetragen wird.

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 19,

dadurch gekennzeichnet,

dass die partielle erste Schicht (11) bzw. das partielle erste Schichtsystem
und/oder die partielle zweite Schicht (12) bzw. das partielle zweite
Schichtsystem in Form eines ein- oder zweidimensionalen Linien- und/oder

Punktrasters aufgetragen wird.

Verfahren nach Anspruch 20,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Linien- und/oder Punktraster eine Rasterweite von weniger als 300
KMm, bevorzugt von weniger als 200 um, und von mehr als 25 ym, bevorzugt

mehr als 50 um aufweist.

Verfahren nach einem der Ansprtche 1 bis 21,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Substrat eine Tragerschicht, insbesondere eine Folie aus einem
Kunststoff, bevorzugt Polyester oder PET (Polyethylenterephthalat),
und/oder eine Abloéseschicht umfasst.

Verfahren nach einem der Ansprtche 1 bis 22,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Substrat eine Replizierschicht mit einem diffraktiven
Oberflachenrelief umfasst oder das Substrat selbst als Replizierschicht
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ausgebildet ist.

Verfahren nach Anspruch 23,

dadurch gekennzeichnet,

dass das in die Replizierschicht eingebrachte Oberflachenrelief ein optisch
variables Element, insbesondere ein Hologramm, Kinegram® oder
Trustseal®, ein vorzugsweise sinusférmiges Beugungsgitter, eine
asymmetrische Reliefstruktur, ein Blaze-Gitter, eine vorzugsweise isotrope
oder anisotrope, Mattstruktur, oder eine lichtbeugende und/oder
lichtbrechende und/oder lichtfokussierende Mikro- oder Nanostruktur, eine
binare oder kontinuierliche Fresnellinse, eine Mikroprismenstruktur oder eine

Kombinationsstruktur daraus ausbildet.

Verfahren nach einem der Ansprtche 1 bis 24,

dadurch gekennzeichnet,

dass in einem weiteren Schritt d) eine dritte Schicht bzw. ein drittes
Schichtsystem aufgetragen wird, welche bzw. welches insbesondere eine
HRI-Schicht und/oder eine Klebstoffschicht ist bzw. umfasst.

Mehrschichtkdrper (10), insbesondere Sicherheitselement, insbesondere
erhaltlich nach einem Verfahren nach einem der Ansprlche 1 bis 25, wobei
der Mehrschichtkorper ein Substrat, eine partielle erste Schicht (11) bzw. ein
partielles erstes Schichtsystem sowie eine partielle zweite Schicht (12) bzw.
ein partielles zweites Schichtsystem umfasst, wobei die partiellen erste
Schicht (11) bzw. das partielle erste Schichtsystems unter Verwendung der
partiellen zweiten Schicht (12) bzw. des partiellen zweiten Schichtsystems
als Maske registergenau zu der partiellen zweiten Schicht (12) bzw. dem

partiellen zweiten Schichtsystem strukturiert ist und wobei die partielle erste
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Schicht (11) bzw. das partielle erste Schichtsystem in einem ersten
Teilbereich (111) vorhanden ist und in einem zweiten Teilbereich (112) nicht
vorhanden ist und wobei die partielle zweite Schicht (12) bzw. das partielle
zweite Schichtsystem in einem dritten Teilbereich (121) vorhanden ist und in
einem vierten Teilbereich (122) nicht vorhanden ist, und wobei der dritte
Teilbereich (121) mit dem ersten (111) und zweiten Teilbereich (112)
uberlappt.

Mehrschichtkdrper (10) nach Anspruch 26,

dadurch gekennzeichnet,

dass die partielle erste Schicht (11) bzw. das partielle erste Schichtsystem
als Reflexionsschicht aus einem Metall und/oder einem Material mit hohem
Brechungsindex (HIR = High Refractive Index), und/oder als zumindest eine
ein- oder mehrfarbige Farblackschicht und/oder als Fabry-Perot-
Schichtsystem ausgebildet ist, und/oder dass die partielle zweite Schicht (12)
bzw. das partielle zweite Schichtsystem als zumindest eine transparente,
ein- oder mehrfarbige Lackschicht, insbesondere als Atz- und/oder
Schutzlack, und/oder als Fabry-Perot-Schichtsystem ausgebildet ist.

Mehrschichtkdrper (10) nach Anspruch 26 oder 27,

dadurch gekennzeichnet,

dass die partielle erste Schicht (11) bzw. das partielle erste Schichtsystem
und/oder die partielle zweite Schicht (12) bzw. das partielle zweite
Schichtsystem in Form zumindest eines Motivs, Musters, Symbols, Bilds,
Logos oder alphanumerischer Charaktere, insbesondere Zahlen und/oder

Buchstaben, ausgebildet ist.
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Mehrschichtkdrper (10) nach einem der Anspriche 26 bis 28,

dadurch gekennzeichnet,

dass die partielle erste Schicht (11) bzw. das partielle erste Schichtsystem
und/oder die partielle zweite Schicht (12) bzw. das partielle zweite
Schichtsystem in Form eines ein- oder zweidimensionalen Linien- und/oder
Punktrasters ausgebildet ist, wobei das Linien- und/oder Punktraster
bevorzugt eine Rasterweite von weniger als 300 um, bevorzugt von weniger

als 200 pym und von mehr als 25 um, bevorzugt mehr als 50 um aufweist.

Mehrschichtkorper (10) nach einem der Anspriche 26 bis 29,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Mehrschichtkorper (10) eine Tragerschicht und/oder eine
Abldseschicht und/oder eine Replizierschicht mit einem diffraktiven
Oberflachenrelief und/oder eine dritte Schicht bzw. ein drittes Schichtsystem
aufweist, welche bzw. welches insbesondere eine HRI-Schicht und/oder eine
Klebstoffschicht ist bzw. umfasst.

Mehrschichtkorper (10) nach einem der Anspriche 26 bis 30,

dadurch gekennzeichnet,

dass das in die Replizierschicht eingebrachte Oberflachenrelief ein optisch
variables Element, insbesondere ein Hologramm, Kinegram® oder
Trustseal®, ein vorzugsweise sinusférmiges Beugungsgitter, eine
asymmetrische Reliefstruktur, ein Blaze-Gitter, eine vorzugsweise isotrope
oder anisotrope, Mattstruktur, oder eine lichtbeugende und/oder
lichtbrechende und/oder lichtfokussierende Mikro- oder Nanostruktur, eine
binare oder kontinuierliche Fresnellinse, eine Mikroprismenstruktur oder eine

Kombinationsstruktur daraus ausbildet.
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32. Sicherheitsdokument, insbesondere Banknote, Wertpapier,
Ausweisdokument, Reisepass oder Kreditkarte mit einem Mehrschichtkorper
(10) nach einem der Anspruche 26 bis 31.
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